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[57]申請專利範圍
1.　一種多孔狀硫化銅 Cux S奈微米空心球體，其直徑為 300nm-700nm，且具有複數個穿
孔，其中 x為 1至 2，且該些穿孔之截面為五邊形與六邊形，而該些穿孔間之平均間距
為 5nm至 30nm，且平均孔徑為 80nm至 130nm。

2.　一種多孔狀硫化銅 Cux S奈微米空心球體之製備方法，包括：混合一銅源溶液及一螯合
劑，以獲得一混合溶液，其中該螯合劑為雙牙基螯合劑、三牙基螯合劑、四牙基螯合劑

或六牙基螯合劑，而該雙牙基螯合劑為 HOOC-(CR1 R2 )n -COOH或 R3 R4 N-(CR1 R2 )n
-NR3 ’R4 ’，該三牙基螯合劑為 NR3 R4 -(CR1 R2 )n -NR5 R6 -(CR1 ’R2 ’)m -NR3 ’R4 ’、
R3 N((CR1 R2 )n COOH)2 或 R3 N((CR1 R2 )n OH)2 ，該四牙基螯合劑為 N((CR1 R2 )n
COOH)3 或 N((CR1 R2 )n OH)3 ，該六牙基螯合劑為 2 (HOOC-(CR3 R4 )n )N-(CR1 R2 )m -
N((CR3 ’R4 ’)r COOH)2 ，R1 、R1 ’、R2 、R2 ’、R3 、R3 ’、R4 、R4 ’、R5 及 R6
係各自獨立為氫或 C1-6 烷基，且 m、n及 r係各自獨立為 1至 6之整數；以及依序加入
一第一硫系還原劑及一第二硫系還原劑於該混合溶液中，並於 60℃至 100℃下反應 5至
600秒；其中，x為 1至 2；且該第一硫系還原劑之還原力大於該第二硫系還原劑之還原
力，該第一硫系還原劑為亞硫酸氫鈉或硫化鈉，而該第二硫系還原劑為硫化鈉或硫代硫

酸鈉。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，更包括：於反應結束後，進行過濾、清洗及乾
燥步驟。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該銅源溶液為銅鹽溶液或亞銅鹽溶液。
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5.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該雙牙基螯合劑為乙基丙二酸、N,N-二
甲基乙二胺、1,3-丙二胺或乙二胺。

6.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該三牙基螯合劑為二乙醇胺、二乙烯三
胺或氨二乙酸。

7.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該四牙基螯合劑為三乙醇胺或氨三乙
酸。

8.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該六牙基螯合劑為乙二胺四乙酸或乙二
胺四丙酸。

9.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該螯合劑為雙牙基螯合劑。
10.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該螯合劑為 R3 R4 N-(CR1 R2 )n -NR3

’R4 ’；R1 、R2 、R3 、R3 ’、R4 及 R4 ’係各自獨立為氫或 C1-6 烷基；且 n為 1至 6
之整數。

11.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該銅源溶液之濃度為 0.05M至 1.00M。
12.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該螯合劑之反應濃度為 0.05M至 1.00M。
13.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該第一硫系還原劑之反應濃度為 0.05M

至 1.00M。
14.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該第二硫系還原劑之反應濃度為 0.05M

至 1.00M。
15.   如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該多孔狀硫化銅 Cux S奈微米空心球體

之直徑為 300nm-700nm，且具有複數個穿孔，而該些穿孔間之平均間距為 5nm至 30nm，
且平均孔徑為 80nm至 130nm。

圖式簡單說明

圖 1係本發明所製得之單一多孔狀硫化銅奈微米空心球體之掃描電子顯微照片，標尺為
500奈米。
圖 2係本發明所製得之多個多孔狀硫化銅奈微米空心球體之掃描電子顯微照片。
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